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电子级多晶硅中基体金属杂质含量的测定
电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本标准规定了电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测定电子级多晶硅中痕量基体金属杂质含量的

方法。
本标准适用于 GB/T12963中在基体金属杂质小于5ng/g范围内铁、铬、镍、铜、锌、钠含量的

测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12963 电子级多晶硅

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T25915.1—2010 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级

JJF1159 四级杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

SEMIC1 液体化学品分析指南(Guidefortheanalysisofliquidchemicals)

SEMIF63 半导体加工用超纯水指南(Guideforultrapurewaterusedinsemiconductorprocess-
ing)

3 术语和定义

GB/T14264及JJF1159界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
分辨率 resolution
以某元素质量峰高10%处的峰宽表示。

3.2 
检出限 detectionlimit
质谱仪在一定的置信度内所能测定的某元素的最低极限质量浓度。

3.3 
仪器检出限 instrumentdetectionlimit
空白试剂(纯水)信号平均值的三倍标准偏差所对应的浓度值。

3.4 
方法检出限(定量下限) mothoddetectionlimit
给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度。

3.5 
背景噪声 backgroundnoise
未引入某元素离子时,质谱检测系统产生的该元素离子的信号响应。
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